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自支撑M g靶膜的制备

王秀英
(中国科学院近代物理研究所,兰州, 730000)

用真空蒸发法成功制备了 17010～ 19611 Λgöcm 2 的薄自支撑M g靶膜和 90～ 95 Λm 的厚自支

撑M g靶膜。甜菜碱是制备M g靶膜有效的解离剂。讨论了真空蒸发制靶过程中的主要技术难点。
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在X2射线角分布的实验测量中需用质量厚度为 100～ 200 Λgöcm 2 的自支撑M g 靶膜,在

高离化态离子的 S光谱实验中需用 95～ 100 Λm 的厚M g 靶。用真空蒸发方法制备薄M g 靶膜

的主要技术环节是膜的剥离、基片与解离剂的选择以及膜的捞取。对于厚的M g 靶膜,如果所

用材料的结构比较细密,可用滚压法制备。但有些材料结构松散、成丝状,滚压出的膜粗糙,有

严重裂缝和分层现象。使用这种丝状材料,只能采用真空蒸发方法制靶。

图 1　M o 舟的形状

F ig. 1　D iagramm atic sketch of the M o boat

1　靶膜制备
111　蒸发舟选择

M g 以升华的方式在M o 舟内蒸发。制备薄M g

膜, 采用厚 0115 mm、面积为 117 cm×6 cm 的M o

凹形舟 (图 1)。制备厚M g 膜时,所用M o 舟的面积

为 215 cm×6 cm ,其余条件与制薄M g 膜的相同。

112　材料处理

M g 材料通常泡在液体石蜡油中,使用时,用丙

酮清洗 5到 6次,使油沾污减到最小。除去表面黑色

氧化层,以增大蒸发效率,提高膜的质量。

113　基片选择

对于制备 95～ 100 Λm 厚的M g 膜,采用干净玻璃片或表面光滑、平展的干净 T a 片作基

衬。用刀片将沉积在基片上的M g 膜剥下来。对制备 012 m göcm 2 左右的自支撑M g 膜,曾选

用干净玻璃、涂有甜菜碱溶液的玻璃、表面光滑平展的 T a、涂有C s I溶液的玻璃 4种基片进行
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对比实验。实验结果表明: 4种基片各有利弊,涂甜菜碱溶液的玻璃片作基衬时,被沉积的M g

膜在水中解离效果较好。

114　制备过程

制备薄M g 膜,用涂甜菜碱溶液的玻璃片作基衬,舟与基片的距离为 13 cm。把清洗好的

材料剪成小条或小块,按m = 2ΠR
2
d (m 为M g 材料质量, R 为舟与基片距离, d 为膜的质量厚

度)算出加料量,称量后立即放入M o 舟内抽真空。当真空为 1133 m Pa 时,加电流到 100 A η
110 A ,电压 70 V η 90 V ,真空度则从 1160 m Paη 2166 m Paγ 1186 m Pa,蒸发时间为 8 m in。

舟的正上方蒸发效果差,舟的两边蒸发效率高。蒸发时,须不断平行移动基片,使基片处于

蒸发效率高的位置上,以便有效地沉积上所需的M g 膜厚度。沉积完后,将靶片取出置于水中

解离。如果解离不顺利,可用刀片轻轻刮下,迅速粘到靶框上,避免膜卷曲。

对厚M g 靶的制备,制备条件及工艺与制备薄M g 靶的相同。但在蒸发过程中因加料多,

材料被加热后跳动,容易蹦溅到基片上,使基片产生许多斑点使得镀膜易形成大针眼,且因膜

上斑点多而影响膜的解离,也影响膜的厚度,所以需严格控制蒸发速度。加热电流选为 110 A

η 180 A ,加热电压为 50 V η 90 V ,这时,真空度由 2113 m Paη 13133 m Paγ 4100 m Paγ 2113

m Pa。制厚靶用料多,加热时间长。材料预热时真空度下降,随即可恢复正常。蒸发过程分作二

次,中间停止数分钟,总蒸发时间为 40 m in+ 45 m in= 85 m in。蒸发完毕待膜充分冷却后取出,

用尖利刀片将膜与基片分离。选出镀好的M g 膜,剪成所需面积,称量后,沾在靶框上。

2　结语
用真空蒸发法成功地制备了 17010～ 19611 Λgöcm 2 的薄自支撑膜和 90～ 95 Λm 厚的自支

撑M g 靶膜。靶膜光亮、平展、无斑点,分别为X2射线角分布实验和高离化态离子的 S 光谱实

验提供了符合要求的M g 自支撑靶。如果制备有衬薄靶,除了用A u 作底衬外,还可选用 20

Λgöcm 2 左右的C 膜作底衬。根据M g 在常温下不与水作用这一性质,可把M g 蒸发在C 衬上,

然后在水中顺利解下,捞到靶框上,这样制出的有衬M g 靶膜质量很好。

PREPARAT ION OF M g SEL F-SUPPORT ING TARGET FO IL

W ang X iuying

( Institu te of M od ern P hy sics, Ch inese A cad em y of sciences, L anz hou , 730000)

ABSTRA CT

M agnesium m eta l self2suppo rt ing target fo il is p repared by m ean s of the vacuum evapo2
ra t ion. Beta ine2H 2O so lu t ion is found to be a reliab le and u sefu l st ripp ing agen t fo r M g fo il

p repara t ion. T he key techn iques in the vacuum evapo ra t ion p rocedu re are described.
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